
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記Ａ群の中から選ばれた少なくとも１種の有機溶剤と

アルコール類から選ばれた少なくとも１種のアルコール 均質溶液からな
ることを特徴とするリソグラフィー用洗浄剤。
　Ａ群
　　プロピレングリコールアルキルエーテル
　　プロピレングリコールアルキルエーテルアセテート
　　エチレングリコールアルキルエーテル
　　エチレングリコールアルキルエーテルアセテート
　　酢酸アルキルエステル
　　プロピオン酸アルキルエステル
　　アルコキシプロピオン酸アルキルエステル
　　乳酸アルキルエステル
　　脂肪族ケトン
　　アルコキシブタノール
【請求項２】
上記有機溶剤がプロピレングリコールアルキルエーテルであることを特徴とする請求項１
記載のリソグラフィー用洗浄剤。
【請求項３】
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上記プロピレングリコールアルキルエーテルがプロピレングリコールモノメチルエーテル
、プロピレングリコールモノエチルエーテル及びプロピレングリコールモノプロピルエー
テルから選ばれた少なくとも１種であり、アルコールがエタノール、１－プロパノール及
び２－プロパノールから選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする請求項２記載の
リソグラフィー用洗浄剤。
【請求項４】
上記有機溶剤がプロピレングリコールアルキルエーテルアセテートであることを特徴とす
る請求項１記載のリソグラフィー用洗浄剤。
【請求項５】
上記プロピレングリコールアルキルエーテルアセテートがプロピレングリコールモノメチ
ルエーテルアセテート及びプロピレングリコールモノエチルエーテルアセテートから選ば
れた少なくとも１種であり、アルコールがエタノール、１－プロパノール及び２－プロパ
ノールから選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする請求項４記載のリソグラフィ
ー用洗浄剤。
【請求項６】
有機溶剤が、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、酢酸ｎ－ブチル、メトキシ
プロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、２－ヘプタノン、メトキシブタノー
ル及び乳酸エチルから選ばれた少なくとも１種であり、アルコールがエタノール、１－プ
ロパノール及び２－プロパノールから選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする請
求項１記載のリソグラフィー用洗浄剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、レジスト等を溶解或いは剥離除去するために用いるリソグラフィー用洗浄剤、
更に詳細にはコーターカップ内などの塗布装置の洗浄、レジスト塗布時或いは塗布後の基
板上の不要なレジストの除去、レジストの使用目的を達した後の基板上からのレジストの
除去、レジスト除去後の基板の洗浄、リンスなどのために有用に用いることができるリソ
グラフィー用洗浄剤に関する。
【０００２】
【従来の技術】
集積回路素子、カラーフィルタ、液晶表示素子等の製造のため、従来よりレジストを使用
するリソグラフィー技術が用いられている。リソグラフィー技術を用いての集積回路素子
等の製造では、例えば基板上に必要に応じ反射防止膜を形成した後、ポジ型或いはネガ型
のレジストが塗布され、ベーキングにより溶剤を除去した後、レジスト膜上に必要に応じ
反射防止膜が形成され、紫外線、遠紫外線、電子線、Ｘ線等の各種放射線により露光され
、必要に応じてベーキングが行われ、現像され、レジストパターンが形成される。その後
更に必要に応じてベーキングが行われ、下地基板のエッチング処理等が行われた後、レジ
ストは一般的に剥離される。
【０００３】
上記レジストなどの塗布には、スピンコート、ロールコート、リバースロールコート、流
延塗布、ドクターコート、ディップコート等の種々の方法が採られており、例えば集積回
路素子の製造においては、レジスト塗布法として、スピンコート法が主として用いられて
いる。スピンコート法では、基板上にレジスト溶液が滴下され、この滴下されたレジスト
溶液は基板の回転により基板外周方向に流延され、過剰のレジスト溶液は基板外周から飛
散除去され、所望の膜厚を有するレジスト膜が形成される。これらの過剰なレジストはコ
ーターカップ内に一部残留し、時間が経つと溶剤が蒸発し、固化する。この固化体は微細
な粉末となり、飛散することにより、レジスト基板上へ付着し、レジストパターンの欠陥
を引き起こす原因ともなる。よってこの現象を防ぐため、基板数枚から数十枚処理毎にコ
ーターカップの洗浄を行う必要がある。またスピンコート法により基板上に所望の膜厚を
有するレジスト膜を形成する場合、レジスト溶液の一部が基板の背面にまで回り込んだり
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、或いは基板の外周縁にはレジスト溶液が他の部分より厚く残る、いわゆるビードの形成
がなされる欠点があり、このため基板側面周辺部或いは裏面から不要なレジストを除去し
たり、ビードの除去を行う必要がある。また、スピンコート法以外の塗布法においても、
不必要な部分にレジストが付着することがあることはスピンコート法における場合と同様
である。また基板のエッチング処理等が行われた後、レジストは一般的に剥離されるが、
この剥離工程でも通常有機溶剤を用いてレジストが溶解除去されている。その後レジスト
が溶解除去された基板は、表面に残存している微粒子を取り除き汚染のない基板表面とす
るため、一般に純水等で洗浄がなされ、次工程に進む。ここでレジストを剥離する溶剤が
非水溶性有機溶剤或いはアミン系有機溶剤の場合は、剥離工程後にすぐに純水洗浄せずに
、清浄な水溶性有機溶剤でリンスする工程を設けることが多い。この理由としては、剥離
液として非水溶性有機溶媒を用いる場合、この溶媒の中に溶解しているレジストが純水に
より基板上に再付着するのを防ぐ、或いは基板表面に存在する非水溶性有機溶媒を水溶性
有機溶剤にいったん置換し、純水への置き換えをスムーズにするため、またアミン系有機
溶媒を剥離液として用いた場合は、純水中にこの溶媒が残留することによりアルカリ性を
示し、ひいては金属基板を腐食することを回避する等が挙げられる。また、塗布が終了し
た後、塗布装置を次回の使用に備えて或いは別種の材料の塗布装置として再度利用するた
め塗布装置を洗浄する必要もあるし、基板とレジスト膜との間に反射防止膜がある場合、
レジストパターン形成後、必要に応じ溶剤により反射防止膜が除去されることもある。こ
のように、リソグラフィー技術においては種々の工程で洗浄剤が用いられており、この洗
浄剤として有機溶剤からなる洗浄剤が従来から種々知られている（例えば特公平４－４９
９３８号公報）。
【０００４】
しかし、従来の洗浄剤は、あるものはレジストに対する溶解能が十分でなく、十分な洗浄
を行うために時間がかかったり、多量の洗浄剤が必要とされたり、またあるものは非常に
毒性が高かったりで、優れた溶解性と人体に対する安全性等を同時に満たすものがなく、
溶解性と人体に対する安全性等を同時に満たす洗浄剤が望まれていた。このことは、集積
回路素子の製造に限らず、カラーフィルタ、液晶表示素子等の製造の場合においても同様
である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記欠点を有さない、即ちコーターカップ内などの塗布装置の洗浄、レジスト
塗布時或いはレジスト塗布後の基板上の不要なレジストの除去、レジストの使用目的を達
した後の基板上からのレジストの除去、レジスト除去後の基板の洗浄、リンスなどのため
に有用に用いることができ、少量の使用量で、かつ短時間の洗浄時間で十分な洗浄を行う
ことができる高い溶解性を有すると共に人体に対しての安全性も高いリソグラフィー用洗
浄剤を提供することを目的とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは鋭意研究した結果、特定の有機溶剤と特定のアルコールとの均質溶液をリソ
グラフィー用洗浄剤として用いることにより、上記目的が達成できることを見いだして本
発明をなしたものである。
【０００７】
　すなわち、本発明は、安全性の高い溶剤である下記Ａ群の中から選ばれた少なくとも１
種の有機溶剤と アルコール類から選ばれた少なくとも
１種のアルコール 均質溶液からなることを特徴とするリソグラフィー用洗
浄剤である。
【０００８】
Ａ群
プロピレングリコールアルキルエーテル
プロピレングリコールアルキルエーテルアセテート
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エチレングリコールアルキルエーテル
エチレングリコールアルキルエーテルアセテート
酢酸アルキルエステル
プロピオン酸アルキルエステル
アルコキシプロピオン酸アルキルエステル
乳酸アルキルエステル
脂肪族ケトン
アルコキシブタノール
また本発明の他の発明は、プロピレングリコールアルキルエーテルとアルキル基の炭素数
１から４のアルコール類から選ばれた少なくとも１種のアルコールとの均質溶液からなる
ことを特徴とするリソグラフィー用洗浄剤である。
【０００９】
また本発明の他の発明は、プロピレングリコールアルキルエーテルと、アルキル基の炭素
数１から４のアルコール類から選ばれた少なくとも１種のアルコールとの均質溶液からな
るリソグラフィー用洗浄剤において、プロピレングリコールアルキルエーテルがプロピレ
ングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル及びプロピ
レングリコールモノプロピルエーテルから選ばれた少なくとも１種であり、アルコールが
エタノール、１－プロパノール及び２－プロパノールから選ばれた少なくとも１種である
ことを特徴とするリソグラフィー用洗浄剤である。
【００１０】
また本発明の他の発明は、プロピレングリコールアルキルエーテルアセテートとアルキル
基の炭素数１から４のアルコール類から選ばれた少なくとも１種のアルコールとの均質溶
液からなることを特徴とするリソグラフィー用洗浄剤である。
【００１１】
また本発明の他の発明は、プロピレングリコールアルキルエーテルアセテートと、アルキ
ル基の炭素数１から４のアルコール類から選ばれた少なくとも１種のアルコールとの均質
溶液からなるリソグラフィー用洗浄剤において、プロピレングリコールアルキルエーテル
アセテートがプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート及びプロピレングリコ
ールモノエチルエーテルアセテートから選ばれた少なくとも１種であり、アルコールがエ
タノール、１－プロパノール及び２－プロパノールから選ばれた少なくとも１種であるこ
とを特徴とするリソグラフィー用洗浄剤である。
【００１２】
また本発明の他の発明は、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、酢酸ｎ－ブチ
ル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、２－ヘプタノン、メト
キシブタノール及び乳酸エチルから選ばれた少なくとも１種の有機溶剤と、エタノール、
１－プロパノール及び２－プロパノールから選ばれた少なくとも１種のアルコールとの均
質溶液からなることを特徴とするリソグラフィー用洗浄剤である。
【００１３】
本発明において、上記Ａ群の有機溶剤として好ましいものとしては、次のものが挙げられ
る。すなわち、
（１）プロピレングリコールアルキルエーテルとしては、プロピレングリコールモノメチ
ルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロ
ピルエーテル、プロピレングリコールモノｎ－ブチルエーテルなどが、
（２）プロピレングリコールアルキルエーテルアセテートとしては、プロピレングリコー
ルモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート
などが、
（３）エチレングリコールアルキルエーテルとしては、エチレングリコールモノメチルエ
ーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエー
テルなどが、
（４）エチレングリコールアルキルエーテルアセテートとしては、エチレングリコールモ
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ノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテートなどが
、
（５）酢酸アルキルエステルとしては、酢酸プロピル、酢酸ｎ－ブチル、酢酸ｎ－アミル
などが、
（６）プロピオン酸アルキルエステルとしては、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチ
ル、プロピオン酸プロピル、プロピオン酸ブチルなどが、
（７）アルコキシプロピオン酸アルキルエステルとしては、メトキシプロピオン酸メチル
、エトキシプロピオン酸エチル、メトキシプロピオン酸エチル、エトキシプロピオン酸メ
チルなどが、
（８）乳酸アルキルエステルとしては、乳酸メチル、乳酸エチルなどが、
（９）脂肪族ケトンとしては、２－ブタノン、２－ペンタノン、２－ヘキサノン、２－ヘ
プタノンなどが、
（１０）アルコキシブタノールとしては、メトキシブタノール、エトキシブタノールなど
が、挙げられる。
【００１４】
これら、具体的に例示した溶剤中更に好ましい溶剤としては、プロピレングリコールモノ
メチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノ
プロピルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレング
リコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテ
ート、酢酸ｎ－ブチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、乳
酸エチル、２－ヘプタノン、メトキシブタノールが挙げられる。
【００１５】
上記Ａ群の有機溶剤は、単独で用いることもできるが、２種以上を組み合わせて用いるこ
ともできる。２種以上の有機溶剤を組み合わせて用いる例としては、例えば、プロピレン
グリコールアルキルエーテルとプロピレングリコールアルキルエーテルアセテート、具体
的には例えば、プロピレングリコールモノメチルエーテルとプロピレングリコールモノメ
チルエーテルアセテートとの組み合わせが好ましいものとして挙げられる。
【００１６】
またアルキル基の炭素数が１から４のアルコール類としては、メタノール、エタノール、
１－プロパノール、２－プロパノール、１－ブタノールなどが挙げられるが、安全性を考
慮するとエタノール、１－プロパノール、２－プロパノールが好ましい。これらのアルコ
ールは、単独で用いることもできるが、２種以上を組み合わせて用いることもできる。２
種以上のアルコールを組み合わせて用いる例としては、例えば、エタノールと１－プロパ
ノール、エタノールと２－プロパノールの組み合わせが挙げられる。
【００１７】
以上Ａ群の有機溶剤或いはアルコール類として好ましいものを例示したが、本発明におい
て用いることができるＡ群の有機溶剤或いはアルコール類が、これら具体的に例示された
ものに限定されるものでないことはいうまでもないことである。
【００１８】
一方、Ａ群に示す有機溶剤とアルコール類の混合比は、有機溶剤或いはアルコール類とし
ていずれのものを用いるか、またこれがどのような組合せで用いられるかによって異なる
。しかし一般には、Ａ群に示す有機溶剤：アルコール類の混合比は重量比（以下、同じ）
で、１０：９０から９９：１、より好ましくは、４０：６０から９０：１０、更に好まし
くは、６０：４０から８０：２０である。
【００１９】
本発明のリソグラフィー用洗浄剤は、公知のポジ型レジスト、ネガ型レジストのいずれに
も適用することができる。本発明のリソグラフィー用洗浄剤が適用できるレジストの代表
的なものを例示すると、ポジ型では、例えば、キノンジアジド系感光剤とアルカリ可溶性
樹脂とからなるもの、化学増幅型レジストなどが、ネガ型では、例えば、ポリケイ皮酸ビ
ニル等の感光性基を有する高分子化合物を含むもの、芳香族アジド化合物を含有するもの
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或いは環化ゴムとビスアジド化合物からなるようなアジド化合物を含有するもの、ジアゾ
樹脂を含むもの、付加重合性不飽和化合物を含む光重合性組成物、化学増幅型ネガレジス
トなどが挙げられる。
【００２０】
上記キノンジアジド系感光剤とアルカリ可溶性樹脂とからなるレジスト材料は本発明の洗
浄剤が適用されるに好ましいものであるが、このキノンジアジド系感光剤とアルカリ可溶
性樹脂とからなるレジスト材料のキノンジアジド系感光剤及びアルカリ可溶性樹脂の一例
を示すと、キノンジアジド系感光剤としては、１，２－ベンゾキノンジアジド－４－スル
ホン酸、１，２－ナフトキノンジアジド－４－スルホン酸、１，２－ナフトキノンジアジ
ド－５－スルホン酸、これらのスルホン酸のエステル或いはアミドなどが、またアルカリ
可溶性樹脂としては、ポリビニルフェノール、ポリビニルアルコール、アクリル酸或はメ
タクリル酸の共重合体や例えば、フェノール、ｏ－クレゾール、ｍ－クレゾール、ｐ－ク
レゾール、キシレノール等のフェノール類の１種又は２種以上と、ホルムアルデヒド、パ
ラホルムアルデヒド等のアルデヒド類から製造されるノボラック樹脂などが挙げられる。
【００２１】
また、化学増幅型レジストも本発明の洗浄剤が適用されるに好ましいレジストである。化
学増幅型レジストは、放射線照射により酸を発生させ、この酸の触媒作用による化学変化
により放射線照射部分の現像液に対する溶解性を変化させてパターンを形成するもので、
例えば、放射線照射により酸を発生させる酸発生化合物と、酸の存在下に分解しフェノー
ル性水酸基或いはカルボキシル基のようなアルカリ可溶性基が生成される酸感応性基含有
樹脂からなるもの、アルカリ可溶樹脂と架橋剤、酸発生剤からなるものが挙げられる。
【００２２】
一方、露光による基板での反射光を防止したり、レジスト層内での干渉波の発生をおさえ
るために塗布される公知の反射防止膜用組成物のうち、溶媒が有機溶剤系のものの一部に
は本発明のリソグラフィー用洗浄剤が適用できる。
【００２３】
本発明の洗浄剤の適用をレジストパターンの形成方法とともに更に具体的に説明すると、
まずレジスト溶液はスピンコート法など従来から公知の塗布法により、必要に応じて前処
理されたシリコン基板、ガラス基板等に塗布される。レジストの塗布に先立ち或いは塗布
形成されたレジスト膜上に、必要に応じ反射防止膜が塗布、形成される。例えばこれら塗
布がスピンコート法によりなされる場合はレジスト或いは反射防止膜のビードが基板縁に
形成される傾向があるが、本発明の洗浄剤を回転する縁ビード上にスプレーすることによ
りビードの流動を促進させ、基板上に実質的に均一な厚みを有するレジスト膜或いは反射
防止膜の形成をなすことができる。また、基板側面周辺或いは背面に回り込んだレジスト
或いは反射防止膜は洗浄剤のスプレーにより除去することができる。
【００２４】
基板に塗布されたレジストは、例えばホットプレート上でプリベークされて溶剤が除去さ
れ、厚さが通常１～２．５ミクロン程度のレジスト膜とされる。プリベーク温度は、用い
る溶剤或いはレジストの種類により異なり、通常２０～２００℃、好ましくは５０～１５
０℃程度の温度で行われる。レジスト膜はその後、高圧水銀灯、メタルハライドランプ、
超高圧水銀ランプ、ＫｒＦエキシマレーザー、ＡｒＦエキシマレーザー、軟Ｘ線照射装置
、電子線描画装置など公知の照射装置を用い、必要に応じマスクを介して露光が行われ、
露光後、現像性、解像度、パターン形状等を改善するため必要に応じアフターベーキング
を行った後、現像が行われ、レジストパターンが形成される。レジストの現像は、通常ア
ルカリ性現像液を用いて行われる。アルカリ性現像液としては、例えば水酸化ナトリウム
、水酸化テトラメチルアンモニウム（ＴＭＡＨ）などの水溶液或いは水性溶液が用いられ
る。
【００２５】
レジストパターンが形成された後、レジストパターンを利用してエッチング、メッキ、イ
オン拡散など所定の回路素子形成処理が行われた後、レジストパターンは本発明の洗浄剤
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を用いて剥離される。剥離後、必要に応じ更に本発明の洗浄剤によりリンスを行うことが
できる。また、剥離溶剤が本発明のものと異なり非水溶性の場合や、アミン系有機溶剤の
場合には、必要に応じて本発明の洗浄剤によりリンスした後、純水リンスがなされる。ま
た、本発明の洗浄剤は、塗布装置の洗浄にも有効に利用することができる。
【００２６】
【実施例】
以下、本発明を実施例及び比較例により更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に
限定されるものではない。
【００２７】
〔実施例１〕
下記のノボラック樹脂１００重量部とキノンジアジド感光剤２４重量部とを固形分が２５
重量％になるようにプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに溶解してなる
レジストを４インチシリコン基板にプリベーク後の膜厚が２μｍになるようスピンコート
し、ダイレクトホットプレートにて１００℃、９０秒でプリベークして、レジスト膜を形
成した。なお、実施例では、溶解性の試験を行うためレジストの膜厚を通常使用される膜
厚より厚く設定した。
【００２８】
ノボラック樹脂；ｍ－クレゾール／ｐ－クレゾール＝６：４とホルムアルデヒドの縮重合
物
キノンジアジド感光剤；２，３，４，４’－テトラヒドロキシベンゾフェノンと１，２－
ナフトキノンジアジド－５－スルホニルクロライドのエステル化物
形成されたレジスト膜は、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート（ＰＧＭ
ＥＡ）とエタノールからなり、それらの混合比が異なる表１の１－（１）～１－（５）の
各洗浄剤を用いて、下記の溶解性試験に基づいて溶解性の試験が行われ、表１の結果が得
られた。
【００２９】
（溶解性試験）
上記方法でレジスト膜を形成した基板を洗浄剤５０ｍｌに浸漬し、レジスト膜が全て溶解
除去される時間（ｓｅｃ）を目視にて測定し、レジスト膜厚（Å）を溶解時間（ｓｅｃ）
で割って得た値（Å／ｓｅｃ）を溶解速度とした。
【００３０】
〔比較例１および２〕
洗浄剤としてＰＧＭＥＡ単独（比較例１）及びエタノール単独（比較例２）溶液を用いる
外は、実施例１と同様に行い、表１の結果を得た。
【００３１】
【表１】
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【００３２】
表１から明らかなように、ＰＧＭＥＡにエタノールを含有せしめることにより、溶解速度
が大幅に増大することがわかる。
【００３３】
〔実施例２〕
洗浄剤を、ＰＧＭＥＡと１－プロパノールからなるものとし、表２の洗浄剤Ｎｏ．２－（
１）～２－（４）に記載の割合で用いた溶液とした外は、実施例１と同様に行い、表２の
結果を得た。
【００３４】
〔比較例３〕
洗浄剤として１－プロパノール単独溶液を用いる外は、実施例１と同様に行い、表２の結
果を得た。
【００３５】
【表２】
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【００３６】
表２から明らかなように、ＰＧＭＥＡに１－プロパノールを含有せしめることにより、実
施例１同様溶解速度は大幅に増大する。
【００３７】
〔実施例３〕
洗浄剤を、ＰＧＭＥＡと２－プロパノールからなるものとし、表３の洗浄剤Ｎｏ．３－（
１）～３－（４）に記載される割合で用いた溶液とした外は、実施例１と同様に行い、表
３の結果を得た。
【００３８】
〔比較例４〕
洗浄剤として２－プロパノール単独溶剤を用いる外は、実施例１と同様に行い、表３の結
果を得た。
【００３９】
【表３】
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【００４０】
表３から明らかなように、ＰＧＭＥＡに２－プロパノールを含有せしめることにより、実
施例１、２同様溶解速度は大幅に増大する。
【００４１】
〔実施例４〕
洗浄剤を、プロピレングリコールモノメチルエーテル（ＰＧＭＥ）とエタノールからなる
ものとし、表４の洗浄剤Ｎｏ．４－ (1) ～４－ (4) に記載される割合で用いた溶液とした
外は、実施例１と同様に行い、表４の結果を得た。
【００４２】
〔比較例５〕
洗浄剤としてＰＧＭＥ単独溶剤を用いる外は、実施例１と同様に行い、表４の結果を得た
。
【００４３】
【表４】
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【００４４】
表４から明らかなように、ＰＧＭＥにエタノールを含有せしめることにより、溶解速度が
大幅に増大する。
【００４５】
〔実施例５～１０〕
有機溶剤として酢酸ｎ－ブチル、乳酸エチル、２－ヘプタノン、エトキシプロピオン酸エ
チル、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、メトキシブタノールを用い、アル
コールとしてエタノールを用い、これらを各々表５の実施例５～１０に記載される割合で
用いた溶液を洗浄剤とした外は、実施例１と同様に行い、表５の結果を得た。
【００４６】
〔比較例６～１１〕
洗浄剤として酢酸ｎ－ブチル、乳酸エチル、２－ヘプタノン、エトキシプロピオン酸エチ
ル、エチレングリコールエチルエーテルアセテート及メトキシブタノールの各単独溶液を
用いる外は、実施例１と同様に行い、表５の結果を得た。
【００４７】
【表５】

10

20

30

40

(11) JP 3978255 B2 2007.9.19



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４８】
〔実施例１１〕
洗浄剤を、ＰＧＭＥＡ、エタノール及び１－プロパノールの７：２：１（重量比）の溶液
とした外は、実施例１と同様に行い、表６の結果を得た。
【００４９】
〔比較例１２〕
洗浄剤としてエタノールと１－プロパノールの２：１（重量比）混合溶液を用いる外は、
実施例１と同様に行い、表６の結果を得た。
【００５０】
【表６】

10

20

30

40

(12) JP 3978255 B2 2007.9.19



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５１】
なお、上記実施例の洗浄剤は、いずれも人体に対する安全性の高いものであった。
【００５２】
【発明の効果】
上述のように、本発明の洗浄剤は、従来の洗浄剤に比べレジスト等に対する溶解性が飛躍
的に増大し、また安全性の高いリソグラフィー用洗浄剤を得ることができ、少量かつ短時
間の洗浄で洗浄を十分に行うことができるという効果を有する。
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